
























相互作用の効果の解明を行った。先行研究によれば SiO2基板上に支持された PMMA 超薄
膜では速い緩和と遅い緩和の少なくとも二種類の緩和が同時進行しており、それぞれ表面
および界面領域における緩和であるとされている[1]。一方、PMMA薄膜との相互作用がよ
り強い SiOH 基板を用いると、SiO2 基板上の薄膜で観測されたような二種類の緩和は明瞭
には現れず、界面領域の緩和が相対的に大きくなるということが明らかになった。図 1 に
SiOH 基板上に支持された単分散アタクチック PMMA（𝑀w=815,100 g mol⁄ 、𝑀w 𝑀n⁄ =1.09、
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